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(54)【発明の名称】 有機ＥＬ表示装置の製造方法

(57)【要約】
【課題】  製造工程の短時間化および低コスト化が図れ
る有機ＥＬ表示装置の製造方法を提供する。
【解決手段】  この有機ＥＬ表示装置の製造方法は、透
明基板１上に透明電極層３および正孔輸送層５を形成す
る一方、透明基板１とは別の被成膜基材２１上に発光層
７を平面的に形成する第１成膜工程Ｓ１と、被成膜基材
２１上の発光層７を透明基板１上に形成する発光層７の
パターン形状に応じて部分的に透明基板１上に熱転写す
る熱転写工程Ｓ２と、発光層７が形成された透明基板１
上に電子輸送層９および裏面電極層１１を形成する第２
成膜工程Ｓ３とを備えている。



(2) 特開２００１－２５７０７２

10

20

30

40

50

1
【特許請求の範囲】
【請求項１】  透明基板上に、少なくとも透明電極層、
正孔輸送層、発光層、電子輸送層および裏面電極層をそ
れぞれ構成する複数の層が積層された有機ＥＬ表示装置
の製造方法であって、
前記透明基板上に前記各層を前記透明基板側の層から順
に形成する一方、前記複数の層のうちの前記透明電極層
以外の少なくともいずれか１つの層を前記透明基板以外
の被成膜基材上に形成し、その被成膜基材上に形成した
前記層を前記透明基板上に転写することにより、前記透
明基板上に前記複数の層を積層することを特徴とする有
機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項２】  前記被成膜基材上に形成される前記層
は、前記発光層であり、
前記発光層は、前記被成膜基材上に平面的に形成されて
おり、
前記発光層の前記透明基板上への転写は、前記被成膜基
材上の平面的に形成された発光層の一部分を、前記透明
基板上に形成する発光層のパターン形状に対応させて前
記透明基板上に部分的に転写することにより行われるこ
とを特徴とする請求項１に記載の有機ＥＬ表示装置の製
造方法。
【請求項３】  前記被成膜基材上に形成された前記層の
前記透明基板上への転写は、前記被成膜基材上に形成さ
れた前記層を加熱して前記透明基材上に転写する熱転写
により行われることを特徴とする請求項１または２に記
載の有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項４】  前記有機ＥＬ表示装置に備えられる前記
発光層には、互いに異なる色の光を発光する所定のパタ
ーン形状を有する複数の部分発光領域が備えられてお
り、
前記各部分発光領域は、発光色ごとに互いに異なる前記
被成膜基材上に平面的に形成されたものから前記所定の
パターン形状に対応する部分が部分的に前記透明基板上
に転写されたものであることを特徴とする請求項２に記
載の有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、有機ＥＬ（エレク
トロルミネッセント）表示装置の製造方法に関するもの
である。
【０００２】
【従来の技術】図８は、本発明の背景技術である有機Ｅ
Ｌ表示装置の構成を模式的に示す図である。有機ＥＬ表
示装置は、図８に示すように、ガラス基板等の透明基板
１と、その透明基板１上に、少なくとも透明電極層３、
正孔輸送層５、発光層７、電子輸送層９および裏面電極
層１１等をそれぞれ構成するように積層される複数の層
とを備えている。その透明電極層３、正孔輸送層５、発
光層７、電子輸送層９および裏面電極層１１は、この記
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載の順番で、透明基板１上に形成される。
【０００３】ここで、透明電極層３は、インジウム錫酸
化物（ＩＴＯ）等の透明導電材料によって形成され、正
孔輸送層５は、アミン系化合物等によって形成され、発
光層７は、アルミキノール錯体等の有機化合物によって
形成され、電子輸送層９は、亜鉛複核錯体等によって形
成され、裏面電極層１１は、アルミ等の金属によって形
成される。そして、透明基板１上の前記複数の層が積層
形成された部分が、防湿等のために金属ケーシング１３
により封止されて有機ＥＬ表示装置が構成される。
【０００４】そして、透明電極層３を正極、裏面電極層
１１を陰極として、有機ＥＬ表示装置に電圧印加する
と、透明電極層３から正孔輸送層５を介して発光層７に
注入された正孔と、裏面電極層１１から電子輸送層９を
介して発光層７に注入された電子とが発光層７中で再結
合し、これによって励起された有機分子が基底状態に遷
移する際に所定波長の光１５を発光するようになってい
る。
【０００５】なお、透明基板１上に形成される層には、
図８では図示を省略しているが、発光層７の所定の発光
パターンに対応した部分以外に正孔および電子が注入さ
れて発光が生じてしまうのを防止するための絶遠層が含
まれている。この絶遠層は、透明電極層３と裏面電極層
１１との間のいずれかの部分に介装される。
【０００６】このような有機ＥＬ表示装置の従来の製造
方法では、透明基板１上に形成される各層は、透明電極
層３から順に蒸着により形成されるようになっている。
また、透明電極層３、裏面電極層１１および発光層７
は、発光部のパターン形状や発光部の駆動方式等に応じ
てパターン形成されるのであるが、従来の製造方法で
は、蒸着の際にマスクを用いてパターン形成するか、あ
るいはエッチング法を用いてパターン形成している。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述の
従来の製造方法では、透明基板１上に形成する各層を透
明電極層３から順に透明基板１上に形成するようになっ
ているたため、所定の層を形成する際、その層よりも透
明基板１側の層をすべて透明基板１上に形成してからで
ないとその層を形成することができず、すべての層を透
明基板１上に形成するまでに時間を要し、製造工程の高
コスト化を招いているという問題がある。
【０００８】特に、有機ＥＬ表示装置が複数の発光色で
表示を行うものである場合には、発光層７を所定のパタ
ーン形状の複数の部分発光領域に分割し、その各部分発
光領域をその発光色に応じた色の光を発光する有機材料
から形成する必要がある。これに対し、上述の従来の製
造方法では、透明基板１上に有機材料を蒸着することに
より発光層７を形成するため、各発光色に対応する部分
発光領域を有する発光層７を形成するためには、パター
ニングを行いつつ各発光色に対応する有機材料を透明基
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板１上に各発光色ごとに順番に蒸着していく必要があ
り、発光層７の形成に長時間を要している。
【０００９】そこで、本発明は前記問題点に鑑み、製造
工程の短時間化および低コスト化が図れる有機ＥＬ表示
装置の製造方法を提供することを目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】前記目的を達成するため
の技術的手段は、透明基板上に、少なくとも透明電極
層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層および裏面電極層
をそれぞれ構成する複数の層が積層された有機ＥＬ表示
装置の製造方法であって、前記透明基板上に前記各層を
前記透明基板側の層から順に形成する一方、前記複数の
層のうちの前記透明電極層以外の少なくともいずれか１
つの層を前記透明基板以外の被成膜基材上に形成し、そ
の被成膜基材上に形成した前記層を前記透明基板上に転
写することにより、前記透明基板上に前記複数の層を積
層することを特徴とする。
【００１１】好ましくは、前記被成膜基材上に形成され
る前記層は、前記発光層であり、前記発光層は、前記被
成膜基材上に平面的に形成されており、前記発光層の前
記透明基板上への転写は、前記被成膜基材上の平面的に
形成された発光層の一部分を、前記透明基板上に形成す
る発光層のパターン形状に対応させて前記透明基板上に
部分的に転写することにより行われるのがよい。
【００１２】また、好ましくは、前記被成膜基材上に形
成された前記層の前記透明基板上への転写は、前記被成
膜基材上に形成された前記層を加熱して前記透明基材上
に転写する熱転写により行われるのがよい。
【００１３】さらに、好ましくは、前記有機ＥＬ表示装
置に備えられる前記発光層には、互いに異なる色の光を
発光する所定のパターン形状を有する複数の部分発光領
域が備えられており、前記各部分発光領域は、発光色ご
とに互いに異なる前記被成膜基材上に平面的に形成され
たものから前記所定のパターン形状に対応する部分が部
分的に前記透明基板上に転写されたものであるのがよ
い。
【００１４】
【発明の実施の形態】図１は、本発明の一実施形態に係
る有機ＥＬ表示装置の製造方法が適用された有機ＥＬ表
示装置の製造工程を示すフローチャートである。なお、
この製造方法が適用される有機ＥＬ表示装置は、図８に
示す有機ＥＬ表示装置と製造方法が異なるのみで構成は
実質的に同一であり、対応する部分には同一の参照符号
を付して構成等の説明は省略する。
【００１５】この製造方法による製造工程は、図１に示
されるように、第１成膜構成Ｓ１と、熱転写工程Ｓ２
と、第２成膜工程Ｓ３とを備えている。
【００１６】第１成膜工程Ｓ１では、図２に示されるよ
うに、透明基板１上に透明電極層３および正孔輸送層５
が、透明電極層３および正孔輸送層５の順に抵抗加熱法
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等を用いた蒸着法によって形成される。
【００１７】また、この第１成膜工程Ｓ１では、図２に
示す成膜工程と同時並行的に、あるいは図２の成膜工程
に先立って、図３に示すように、透明基板１以外の１ま
たは複数のシート状の被成膜基材２１上に、所定の有機
材料が平面的に塗布または蒸着されることにより発光層
７が平面的に形成される。塗布による場合は、所定の溶
媒に前記有機材料を溶解させて被成膜基材２１上にスピ
ンコートや噴霧等の方法により塗布し、その後、溶媒を
気化させることにより発光層７が被成膜基材２１上に形
成される。
【００１８】被成膜基材２１には、次の熱転写工程Ｓ２
で発光層７の熱転写を行うため、耐熱性を備えたものを
用いる必要がある。また、塗布により被成膜基材２１上
に発光層７を形成する場合には、被成膜基材２１は、使
用する溶媒等に対する耐薬品性を有している必要があ
る。なお、本実施形態では、フッ素樹脂から構成される
シート部材が被成膜基材２１として使用されている。
【００１９】また、この製造方法が適用される有機ＥＬ
表示装置が複数の発光色で表示を行うものである場合に
は、第１成膜工程Ｓ１では、互いに異なる発光色で発光
する発光層７が、互いに異なる被成膜基材２１上に平面
的に形成され、これによって、発光色の異なる発光層７
が形成された被成膜基材２１が必要な発光色の数だけ作
成される。
【００２０】続く熱転写工程Ｓ３では、図４に示される
ように、被成膜基材２１上に形成された発光層７が、透
明電極層３および正孔輸送層５が形成された透明基板１
上に重ね合わされて、熱転写機２３により透明基板１上
に熱転写される。
【００２１】熱転写機２３は、被成膜基材２１への当接
面（下面）に凸状に熱転写パターン２３ａ（図５参照）
が形成された押圧部２３ｂと、その押圧部２３ｂを加熱
するヒータ部２３ｃとを備えて構成されており、ヒータ
部２３ｃによって加熱された押圧部２３ｂを透明基板１
上に重ね合わされた被成膜基材２１上に押し付ける（圧
着する）ことにより、熱転写を行うようになっている。
押圧部２３ｂの熱転写パターン２３ａは、熱転写により
透明基板１上に形成すべき発光層７のパターン形状に対
応して形成される。
【００２２】加熱された押圧部２３ｂが被成膜基材２１
に押し付けられると、被成膜基材２１ごしに発光層７の
熱転写パターン２３ａに対応した部分が部分的に加熱、
軟化（あるいは溶融）されて透明基板１上に付着し（転
写され）、その後、被成膜基材２１を透明基板１上から
引き離すと、図６に示すように、押圧部２３ｂの熱転写
パターン２３ａに対応したパターン形状の発光層７が透
明基板１上に形成される。転写された発光層７は、冷却
により硬化して透明基板１上に固着する。
【００２３】ここで、この製造方法が適用される有機Ｅ
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Ｌ表示装置が複数の発光色で表示を行うものである場合
には、有機ＥＬ表示装置の発光層７には、互いに異なる
色の光を発光する所定のパターン形状を有する複数の部
分発光領域を設ける必要がある。このため、この場合に
は、この熱転写工程Ｓ２では、押圧部２３ｂを各発光色
の部分発光領域のパターン形状に対応した熱転写パター
ン２３ａを有する押圧部２３ｂに取り換えるとともに、
被成膜基材２１を所定の各発光色に対応する発光層７が
形成された被成膜基材２１に取り換えつつ、必要とされ
る各発光色ごとに１色ずつ熱転写を行って、各発光色に
対応する各部分発光領域を透明基板１上に形成する必要
がある。
【００２４】続く第２成膜工程では、発光層７が形成さ
れた透明基板１上に、電子輸送層９および裏面電極層１
１が、電子輸送層９および裏面電極層１１の順に抵抗加
熱法等を用いた蒸着法により形成される。そして、必要
に応じて、透明基板１上の上述の複数の層３，５，７，
９，１１が積層形成された部分が、図８に示されるよう
に、防湿等のために金属ケーシング１３により封止され
て有機ＥＬ表示装置が構成される。
【００２５】以上のように、実施形態によれば、発光層
７を透明基板１とは別の被成膜基材２１上に形成してお
き、その発光層７を被成膜基材２１から透明基板１上に
熱転写するようになっているため、透明基板１上に透明
電極層３および正孔輸送層５を形成する成膜工程と、被
成膜基材２１上に発光層７を形成する成膜工程とを同時
並行的に行うことができ、製造工程の短時間化および低
コスト化が図れる。
【００２６】また、被成膜基材２１上に形成された発光
層７の透明基板１上への転写は、被成膜基材２１上の平
面的に形成された発光層７の一部分を、透明基板１上に
形成する発光層７のパターン形状に対応させて透明基板
１上に部分的に転写することにより行われるため、従来
のマスク蒸着法やエッチング法に比して簡単かつ短時間
で発光層７のパターン形成を行うことができる。
【００２７】さらに、被成膜基材２１上に形成された発
光層７の透明基板１上への転写が熱転写によって行われ
るため、容易に転写を行うことができる。
【００２８】また、この製造方法が適用される有機ＥＬ
表示装置が複数の発光色で表示を行うものである場合に
は、各発光色に対応する発光層７を各被成膜基材２１上
に予め形成しておき、その各被成膜基材２１上に形成さ
れた各発光色の発光層をパターン形状に応じて部分的に
透明基板１上に転写するだけで発光層７の各発光色に対
応する部分発光領域が形成されるようになっているた
め、従来のように、透明基板１上で発光層７の各部分発
光領域の成膜工程を発光色の数だけ行うのに比して、大
幅に製造工程の短時間化および低コスト化が図れる。
【００２９】なお、本実施形態では、発光層７のみに、
透明基板１とは異なる被成膜基材２１上に形成してから*

6
*透明基板１上に転写する形成方法を適用したが、透明基
材１上に形成され得る複数の層３，５，７，９，１１
（絶縁層も含む）のうちの透明電極層３以外の任意の層
に転写による形成方法を適用してもよい。この転写によ
る形成方法が適用可能な層のうち、熱転写による転写が
適しているのは、発光層７と正孔輸送層５と絶縁層とで
あると思われる。
【００３０】
【発明の効果】請求項１に記載の発明によれば、透明基
板上に透明基板側の層から順に形成する一方、複数の層
のうちの透明電極層以外の少なくともいずれか１つの層
を透明基板以外の被成膜基板上に形成し、その被成膜基
板上に形成した層を透明基板上に転写するようになって
いるため、一般に時間のかかりやすい各層の成膜工程を
透明基板上と、透明基板以外の被成膜基板上とで同時並
行的に行うことができ、製造工程の短時間化および低コ
スト化が図れる。
【００３１】請求項２に記載の発明によれば、被成膜基
材上に形成された発光層の透明基板上への転写は、被成
膜基材上の平面的に形成された発光層の一部分を、透明
基板上に形成する発光層のパターン形状に対応させて透
明基板上に部分的に転写することにより行われるため、
従来のマスク蒸着法やエッチング法に比して簡単かつ短
時間で発光層のパターン形成を行うことができる。
【００３２】請求項３に記載の発明によれば、被成膜基
材上に形成された層の透明基板上への転写が熱転写によ
って行われるため、容易に転写を行うことができる。
【００３３】請求項４に記載の発明によれば、各発光色
に対応する発光層を各被成膜基材上に予め形成してお
き、その各被成膜基材上に形成された各発光色の発光層
をパターン形状に応じて部分的に透明基板上に転写する
だけで発光層の各発光色に対応する部分発光領域が形成
されるようになっているため、従来のように、透明基板
上で発光層の各部分発光領域の成膜工程を発光色の数だ
け行うのに比して、大幅に製造工程の短時間化および低
コスト化が図れる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の
製造方法が適用された有機ＥＬ表示装置の製造工程を示
すフローチャートである。
【図２】図１の製造工程の説明図である。
【図３】図１の製造工程の説明図である。
【図４】図１の製造工程の説明図である。
【図５】図１の製造工程の説明図である。
【図６】図１の製造工程の説明図である。
【図７】図１の製造工程の説明図である。
【図８】本発明の背景技術である有機ＥＬ表示装置の構
成を模式的に示す図である。
【符号の説明】
１  透明基板



(5) 特開２００１－２５７０７２
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３  透明電極層
５  正孔輸送層
７  発光層
９  電子輸送層 *
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*１１  裏面電極層
２１  被成膜基材
２３  熱転写機
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